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ヘリウム大気圧プラズマジェット(APPJ)を誘

電体板に照射すると，照射面の裏面側にもヘリ

ウムが存在すると，誘電体板越しのプラズマ弾

丸の伝播が起こることにより，APPJが誘電体板

を貫通しているような現象が生じる．我々は，

これを骨再生スキャフォールド（連続多孔質誘

電体）の内壁親水化に応用している．連続多孔

体にAPPJを照射するだけでは，弾丸伝搬に必要

な99.9%以上のHe純度をもつ領域がスキャフォ

ールド全体に形成されない．しかし，上記の現

象を利用すれば，高He純度が保証された容器内

にスキャフォールドを保持し，その外部から

APPJを照射することによって，容器内スキャフ

ォールドの中にプラズマ弾丸を伝搬させるこ

とができ，スキャフォールド内部全体を親水化

できる．今回は，容器壁の誘電体板の静電容量

が，誘電体板越しのプラズマ弾丸伝播と，スキ

ャフォールド内部の親水化に及ぼす影響を調

べた．

 図1は，プラズマ弾丸貫通可否の誘電体厚依

存性である．誘電体が厚くなると（静電容量が

小さくなると），貫通しなくなることがわかる．

つまり，誘電体板の静電容量が大きい方が，証

斜面の裏面側におけるプラズマ弾丸が伝播し

やすい．図2は，異なる厚みの誘電体壁を持つ

容器内にスキャフォールドを保持し，容器外部

からAPPJ照射した後の透水性である．容器壁厚

が薄い（静電容量が大きい）ほど，透水性が向

上している．また，厚みではなく，誘電率の異

なる壁材料を用いたところ，静電容量が同程度

であれば，透水性も同程度になることがわかっ

た．また，静電容量の異なる誘電体壁を持つ容

器内に保持したスキャフォールドを容器外か

らのプラズマ弾丸照射したところ，静電容量が

大きい方が処理後のスキャフォールドがより

高い透水性（親水性）を持つことがわかった．
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図 1. 誘電体板越しの弾丸伝播の誘電体厚依存性．
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図 2. プラズマ弾丸処理容器壁の静電容量による処理

後のスキャフォールドの透水性の違い．


